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NANO- Y MICRO-ESTRUCTURACION DE SILICIO POR PLASMA INDUCIDO POR LASER

I Descripcion:

La nanoestructuraciéon de una superficie mediante irradiacion con laser es un area de interés primario en
nanotecnologia. Se han realizado muchos estudios sobre la formacion de nanoestructuras mas o menos ordenadas, o
periddicas, cuando un sustrato metalico o semiconductor se irradia con luz laser pulsada. Tal es el caso, por ejemplo,
de la formacién de micro- y nanosurcos en sustratos de silicio. Este tipo de estructuras se ha obtenido con técnicas
basadas en microscopios de barrido laser con pulsos ultracortos (en el orden de algunos cientos de femtosegundos).
Ademas, la formacion de estructuras cénicas o columnas en nano-escala ha sido ampliamente estudiada en diversas
condiciones experimentales. Sin embargo, todos estos procesos son dependientes de la atmdsfera presente durante la
irradiacién, asi como de la fluencia y la duracion de pulso del laser. En esta invencién se utiliza un plasma como medio
oOptico eficaz para nanoestructuracion laser de superficies de silicio. Concretamente, se emplea un plasma inducido por
laser como elemento 6ptico no lineal que es atravesado por un segundo haz laser. Mediante la variacion de algunos
parametros, como el retardo de tiempo entre los dos haces laser o la fluencia del laser que genera el plasma, se
controlan los diferentes patrones micro- y nanométricos en la superficie de silicio.
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I Ventajas competitivas:

En esta invencién se propone una técnica simple de lentes de plasma para obtener miltiples efectos de
nanoestructuracioén sin la necesidad de emplear pulsos laser ultracortos (femtosegundos) o condiciones experimentales
particulares como atmosfera controlada. La posibilidad de realizar nanoestructuracion in situ se revela de alto valor y
abre nuevas vias en el emergente campo de componentes épticos basados en plasmas, tales como espejos de plasma
y redes de difraccién de plasma controlados 6pticamente.

I Usos y aplicaciones:

La presente invencién se engloba dentro del emergente campo de componentes 6pticos basados en plasmas y en el
campo de la Nanotecnologia. Hay una tendencia reciente a utilizar este tipo de materiales nanoestructurados para la
generacion de rayos X, la aceleracién de iones y el estudio de plasmones en la interaccion laser-materia de alta
intensidad.
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